
采购需求 

  

一、采购内容一览表 

 

序号 名称 数量 单位 简要技术要求 

1 高真空磁控溅射仪 1 台 

高真空磁控溅射仪由

两个分开的工艺模块和一

个共享的进样腔室组成，

一个磁控溅射系统用于金

属薄膜的沉积，一个磁控

溅射系统用于介质材料的

镀膜，两个工艺模块由传

递腔相互连接，采用电机

驱动的装置传递样品。两

套磁控溅射镀膜系统分别

配有独立的控制系统，可

以独立操作。 

 

注：标注*号的技术指标为实质性响应条款，每有一项标注*

号的技术指标漏报或响应负偏离则投标人投标无效。 

  



 

二、技术规格及要求 

 

高真空磁控溅射仪由两个分开的工艺模块和一个共享的进样腔室组成，一个

磁控溅射系统用于金属薄膜的沉积，一个磁控溅射系统用于介质材料的镀膜，两

个工艺模块由传递腔相互连接，采用电机驱动的装置传递样品。两套磁控溅射镀

膜系统分别配有独立的控制系统，可以独立操作。 

1. 金属磁控溅射镀膜系统 

1.1 方箱型 304 不锈钢腔体； 

1.2 采用铰链连接的铝制前开门，胶圈密封，门上配有 1个方形观察窗，带有安

装衬玻璃的插槽；观察窗带有手动开启的观察窗挡板； 

1.3 带有两套不锈钢腔室防污染内衬，一套安装在设备内，一套备用； 

1.4 为方便设备改造或升级，腔室两个侧壁为可拆卸式设计； 

1.5 前级泵采用抽速不低于 6.7 cfm 的涡旋干式机械泵，配有前级阀门； 

1.6 主泵采用抽速不低于 790L/S 的分子泵，分子泵转速可通过设备软件调节且

分子泵最高转速不低于 49000RPM； 

#1.7 系统的极限压强≤5 x10-7 Torr；  

1.8 与主腔室间配有气动三位门阀，用于调节镀膜时阀门开口大小; 

1.9 主真空室配有 GP 全量程真空计，测量范围为大气至 10-9 Torr，自动量程切

换； 

1.10 带有一台电容式薄膜规，满量程为 0.1torr，用于闭环程序精确控制和测量

镀膜时工作压强，测量精度优于度数的+/-0.5%； 

* 1.11 三台溅射靶枪，靶材尺寸为 3英寸，靶头内部采用全金属密封，满足超

高真空应用，靶枪水冷，冷却水和磁钢不直接接触；  

1.12 靶枪到基片距离可调，调节范围不小于 105-150mm； 

#1.13 靶头具有折弯功能，可以调节靶头与基片之间的溅射角度；每个靶枪带有

独立的气动紧凑式圆顶溅射源挡板，可有效的消除靶枪间交叉污染影响；  

1.14 三英寸靶枪最低工作压强≤1mTorr； 

1.15 三英寸非磁性靶材厚度最厚不小于 0.375 英寸；靶材安装不需要固定压环，

暗区屏蔽装置高度低于靶材表面，减少对辉光区域的束缚，并降低靶材之外材料



被同时溅射出来的几率； 

1.16 备用一个靶枪位置，用于将来升级靶枪数量到 4个； 

1.17 一台功率为 1000W 的直流电源，电源最高可输出电流不低于 4A，最高可输

出电压不低于 1000V； 

1.18 一台电源转换装置，用于将一个直流电源切换到三个靶枪上面，通过设备

程序控制靶枪切换，用于自动连续镀膜； 

#1.19 一路质量流量计控制进气，最大流量为 100 sccm，采用 N2 校核。可设定

工作气压值，通过电容式薄膜规测量反馈，自动调节进气量；  

1.20 带有加热样品盘，可固定规则或者不规则单片最大至 150mm 直径基片； 

1.21 样品台带电机驱动实现连续旋转，最大转速可达 20 转/分钟，PID 控制；样

品台可以升降，用于样品传递； 

1.22 基片可以加热到 350 度，采用石英灯加热，PID 控温； 

#1.23 样品台可以施加射频偏压，设定最大输出功率为 100W，满足基片预清洗，

并可以做辅助沉积；  

1.24 独立的射频偏压电源，全自动匹配，射频偏压电源发生器的测量精度优于

满量程的+/-1%，电源长时间输出稳定性优于+/-0.5%； 

1.25 用户通过 Windows 系统平台操作运行设备； 

1.26 独立的实时控制系统来实现设备操控。独立的实时控制系统提供无间断操

作，电脑死机或者程序退出不影响设备正常运行； 

1.27 设备联网后可实现远程控制，异地工程师可进行远程操作进行维护、检查

调试； 

1.28 提供自动运行工艺程序控制功能，程序可通过操作界面，利用鼠标与键盘

来编程与生成； 

2. 介质材料磁控溅射镀膜系统 

2.1 方箱型 304 不锈钢腔体； 

2.2 采用铰链连接的铝制前开门，胶圈密封，门上配有 1个方形观察窗，带有安

装衬玻璃的插槽；观察窗带有手动开启的观察窗挡板； 

2.3 配有两套不锈钢腔室防污染内衬，一套安装在设备内，一套备用； 

2.4 为方便设备改造或升级，腔室两个侧壁为可拆卸式设计； 



2.5 前级泵抽速不低于抽速 6.7 cfm 的涡旋干式机械泵，配有前级阀门； 

2.6 主泵采用抽速不低于抽速 1500L/S 的低温泵，可通过远程控制低温泵自动再

生，配备水冷低温泵氦压缩机，氦气管 20 英尺长； 

#2.7 系统的极限压强≤5 x10-8 Torr； 

2.8 与主腔室间配有气动三位门阀，用于调节镀膜时阀门开口大小； 

2.9 主真空室配有 GP 全量程真空计，测量范围为大气至 10-9 Torr，自动量程切

换； 

2.10 带有一台电容式薄膜规，满量程为 0.1torr，用于闭环程序精确控制和测量

镀膜时工作压强，测量精度优于度数的+/-0.5%； 

*2.11 三台溅射靶枪，靶材尺寸为 3英寸，靶头内部采用全金属密封，满足超高

真空应用，靶枪水冷，冷却水和磁钢不直接接触；  

2.12 靶枪到基片距离可调，调节范围不小于 105-150mm； 

# 2.13 靶头具有折弯功能，可以调节靶头与基片之间的溅射角度；每个靶枪带

有独立的气动紧凑式圆顶溅射源挡板，可有效的消除靶枪间交叉污染影响；  

2.14 三英寸靶枪最低工作压强≤1mTorr； 

2.15 三英寸非磁性靶材厚度最厚不小于 0.375 英寸； 

2.16 靶材安装不需要固定压环，暗区屏蔽装置高度低于靶材表面，减少对辉光

区域的束缚，并降低靶材之外材料被同时溅射出来的几率； 

2.17 备用一个靶枪位置，用于将来升级靶枪数量到 4个； 

# 2.18 一台功率为 2kw 的脉冲直流电源，脉冲频率为 2-100KHz 可调，脉冲占空

比为 1-10 毫秒可调，最高输出电压不低于 800V，脉冲电源；  

2.19 一台独立的射频电源，功率 600W，全自动匹配，射频偏压电源发生器的测

量精度优于满量程的+/-1%，电源长时间输出稳定性优于+/-0.5%； 

2.20 一台电源转换装置，用于将一个射频电源切换到两个靶枪上面，通过设备

程序控制靶枪切换，用于自动连续镀膜； 

#2.21 三路质量流量计控制进气，一路用于 Ar 最大流量为 100 sccm，另外两路

的最大流量为 20sccm，采用 N2 校核。可设定工作气压值，通过电容式薄膜规测

量反馈，自动调节进气量；  

2.22 带有加热样品盘，可固定规则或者不规则单片最大至 150mm 直径基片； 



2.23 样品台带电机驱动实现连续旋转，最大转速可达 20 转/分钟，PID 控制；样

品台可以升降，用于样品传递； 

2.24 基片可以加热到 350 度，采用石英灯加热，PID 控温； 

# 2.25 将来可升级加装专用 RF 偏压电源，实现样品台射频偏压清洗功能，并可

以做辅助沉积； 

2.26 用户通过 Windows 系统平台操作运行设备； 

2.27 独立的实时控制系统来实现设备操控。独立的实时控制系统提供无间断操

作，电脑死机或者程序退出不影响设备正常运行； 

2.28 设备联网后可实现远程控制，异地工程师可进行远程操作进行维护、检查

调试； 

2.29 提供自动运行工艺程序控制功能，程序可通过操作界面，利用鼠标与键盘

来编程与生成； 

3. 样品传递腔室 

3.1 样品传递腔包含一个独立的腔室，独立的泵抽系统，独立的测量系统，以及

样品传递系统； 

3.2 电机驱动的样品传输机构，最大样品尺寸为 6英寸, 带有一个相应托盘； 

3.3 带有铰链连接的活开门，门上带有观察窗； 

3.4 泵抽系统中主泵采用抽速不低于 67L/S 的分子泵，前级泵涡旋干泵； 

#3.5 进样室的本底真空优于 5X10-6torr；  

3.6 样品传递腔通过两个 VAT 或 HVA 的门阀与两个磁控镀膜腔室连接； 

3.7 两套齿轮齿条传动机构用于将样品从样品传递腔传输到金属和介质材料磁

控镀膜腔室； 

3.8 分子泵和进样室之间带有 VAT 或 HVA 隔断门阀； 

3.9 带有 GP 全量程真空计一套，测量范围为大气至 10-9 Torr； 

4. 均匀性指标 

英寸硅片镀制 150nm 以上的薄膜，均匀性不大于+/-5%，从基片中心到基片

边缘每隔 0.5 英寸取一个测量点（去掉 5mm 边缘），使用台阶仪对每个点测量三

次，取平均值，均匀性计算公式：((最大值-最小值）/(2*平均值）*100%； 

三、售后服务要求 

3.1 中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、



锈蚀、费用增长等后果负责。 

3.2 免费保修期要求在 1年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起

的质量问题，制造商负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前

1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，

应负责排除。 

3.3 维修响应时间中标人应在 24 小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题

在 48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出

明确的解决方案，否则中标人应赔偿相应的损失。 

3.4 中标人需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年 7工作日×24

小时的电话响应的免费技术支持和培训服务，采购人发出维修通知后 48 小时内

到现场进行设备维修，一般故障 1天内解决，重大故障 3天内解决，请投标人在

投标文件中明确售后服务方案；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软

件的正常使用。 

3.5 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直

至采购人相关人员熟练掌握为止。 

3.6 在质保期内出现问题中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标

人负担；超过质保期的，中标人负责终身保修，仅收取成本费。 

四、采购标的验收标准： 

4.1 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人

双方共同签署验收文件。 

4.2 仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足

够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位

置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。 

4.3 仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执

行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位

进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指

标，所有指标验收必须由用户确认。 

五、交货地点：进口产品 CIP 北京机场。国产产品北京大学用户现场。 

六、交货期：合同签订后 7 个月内交货并安装完毕。 

 


